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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ウェハノッチの位置を推定する方法であって、
　ウェハの少なくとも１つの指定の領域の画像を捕捉するステップと、
　極座標に変換された前記画像の変形において少なくとも１つの主角度を識別するステッ
プと、
　前記少なくとも１つの主角度から少なくとも１つのウェハ軸を回復するステップとを含
むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、前記識別するステップおよび前記回復するステップの
少なくとも１つが、コンピュータプロセッサによって少なくとも部分的に実施されること
を特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法であって、前記ウェハの前記指定の領域が、前記ウェハの中心を
含むことを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法であって、前記変形が２次元離散フーリエ変換であることを特徴
とする方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法であって、前記少なくとも１つのウェハ軸から前記ウェハノッチ
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を識別するステップをさらに含むことを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の方法であって、前記ウェハノッチを識別する前記ステップが、前記少
なくとも１つのウェハ軸に沿って少なくとも１つの指定のノッチパターンを探索すること
によって実施されることを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の方法であって、ノッチ識別を容易にするために、前記画像内で捕捉す
べき少なくとも１つの一意のパターンを探索および画定するステップをさらに含むことを
特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項１に記載の方法であって、複数の画像を捕捉して画像特徴に応じてさらなる処理
のための画像をそこから選択するステップをさらに含むことを特徴とする方法。
【請求項９】
　光学系に付随するノッチ検出モジュールであって、ウェハの少なくとも１つの指定の領
域の前記光学系によって捕捉された画像の、極座標に変換された変形において、少なくと
も１つの主角度を識別するように構成され、前記少なくとも１つの主角度から少なくとも
１つのウェハ軸を回復するようにさらに構成されることを特徴とするノッチ検出モジュー
ル。
【請求項１０】
　請求項９に記載のノッチ検出モジュールであって、前記変形が２次元離散フーリエ変換
であることを特徴とするノッチ検出モジュール。
【請求項１１】
　請求項９に記載のノッチ検出モジュールであって、前記ノッチ検出モジュールは、前記
回復された少なくとも１つのウェハ軸から前記ウェハのウェハノッチの位置を識別するよ
うにさらに構成されることを特徴とするノッチ検出モジュール。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のノッチ検出モジュールであって、前記ノッチ検出モジュールは、前
記少なくとも１つのウェハ軸に沿って少なくとも１つの指定のノッチパターンを探索する
ことによって前記ウェハノッチを識別するように構成されることを特徴とするノッチ検出
モジュール。
【請求項１３】
　請求項９に記載のノッチ検出モジュールであって、前記ノッチ検出モジュールは、ノッ
チ識別を容易にするために、前記画像内で捕捉すべき少なくとも１つの一意のパターンを
探索および画定するようにさらに構成されることを特徴とするノッチ検出モジュール。
【請求項１４】
　請求項９に記載のノッチ検出モジュールであって、前記光学系が、複数の画像を捕捉す
るように構成され、前記ノッチ検出モジュールが、画像特徴に応じてさらなる処理のため
の画像をそこから選択するようにさらに構成されることを特徴とするノッチ検出モジュー
ル。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体技術の分野に関し、より詳細には、ウェハノッチの位置の識別に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
関連出願の相互参照
　本願は、全体として本願に引用して援用する２０１４年２月１２日出願の米国特許仮出
願第６１／９３９，１３１号の利益を主張するものである。
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【０００３】
　典型的には、ウェハ方位は、ノッチの位置によって伝えられ、ノッチの位置は、ウェハ
の結晶方位を示す。従来技術では、ノッチ方位に基づくウェハ方位の計算は、３６０度の
全角度範囲における徹底的な探索を必要とするため、時間がかかる。典型的には、ノッチ
だけに基づくウェハ方位の結果では、精度が制限され、「ファインアライメント」という
追加のステップが必要となるが、これには時間がかかる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第５８２５９１３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　長い機械的な運動を回避するために、既存の解決策のいくつかは、余分のセンサ、また
はその視野内にウェハの大部分を覆う追加のカメラ、もしくはいくつかのカメラなど、追
加のハードウェアを必要とする。これらはすべて、追加の複雑さおよびコストを呈する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様は、ウェハノッチの位置を推定する方法を提供し、この方法は、ウェハ
の１つ以上の指定の領域の画像を捕捉するステップと、極座標に変換された捕捉された画
像の変形において主角度を識別するステップと、識別された主角度から１つ以上のウェハ
軸を回復するステップとを含む。
【０００７】
　本発明のこれらの、追加の、および／または他の態様および／または利点は、以下の詳
細な説明に記載され、場合により詳細な説明から推論可能であり、かつ／または本発明の
実行により学習可能である。
【０００８】
　本発明の実施形態のより良い理解のため、本発明の実施形態をどのように実施すること
ができるかを示すために、次に添付の図面を例のみとして参照する。添付の図面全体にわ
たって、同じ数字は対応する要素または部分を指す。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明のいくつかの実施形態によるノッチを有するウェハと、計測システム内の
光学系に付随するノッチ検出モジュールとの高レベルの概略図である。
【図２】本発明のいくつかの実施形態によるノッチ検出モジュールによって動作可能なス
トリート方位アルゴリズムにおける中間ステップの高レベルの概略図である。
【図３】本発明のいくつかの実施形態によるノイズレベルの増大を表示するストリート方
位アルゴリズムを適用することができる例示的な入力の図である。
【図４】本発明のいくつかの実施形態によるその特徴に応じた選択のための異なるウェハ
領域からの例示的な入力画像の図である。
【図５】本発明のいくつかの実施形態による方法の高レベルの概略的な流れ図である。
【図５－１】本発明のいくつかの実施形態による方法の高レベルの概略的な流れ図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　詳細な説明について述べる前に、以下に使用する特定の用語の定義について述べること
が役立つであろう。
【００１１】
　本願で使用する画像内の「幾何プリミティブ」という用語は、線、簡単な形状、または
繰り返し要素など、画像内の基本的な形状、物体、およびパターンを指す。
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【００１２】
　本願で使用する「ストリート方位」という用語は、たとえば所与の格子に対する画像内
の幾何プリミティブの方位を指す。本願で使用する「ストリート方位アルゴリズム」とい
う用語は、ストリート方位を導出する方法を指す。
【００１３】
　１つのウェハ軸と他のウェハ軸との間、すなわち１つのウェハ軸に対する主角度と他の
ウェハ軸に対する主角度との間には、強い幾何学的な相関関係があることにさらに留意さ
れたい。幾何学上、ウェハ軸は、ウェハ軸に対する主角度である９０°の倍数によって分
離される。したがって、以下の説明では、１つのウェハ軸および／または１つの主角度に
関するあらゆる態様は、場合により任意の数のウェハ軸および／または主角度に関するも
のとして理解されたい。たとえば、１つ以上のウェハ軸に対して、任意の方位測定を実施
することができる。
【００１４】
　次に詳細な図面を具体的に参照するとき、図示の詳細は、本発明の好ましい実施形態の
例示的な議論のみを目的として例として示されるものであり、本発明の原理および概念上
の態様の最も有用であり容易に理解される説明であると考えられるものを提供する上で提
示されるものであることが強調される。この点に関して、本発明の構造上の詳細について
、本発明の基礎的な理解に必要なもの以上に詳細に示そうとするものではなく、図面とと
もに得られる説明は、本発明のいくつかの形態を実際にはどのように実施することができ
るかを当業者に明らかにする。
【００１５】
　本発明の少なくとも一実施形態について詳細に説明する前に、本発明は、その応用例に
おいて、以下の説明または図面に示す構成要素の構造および配置の詳細に限定されないこ
とを理解されたい。本発明は、他の実施形態に適用することができ、または様々な方法で
実行もしくは実施される。また、本明細書で用いる用語および術語は、説明を目的とする
ものであり、限定と見なされるべきではないことを理解されたい。
【００１６】
　ウェハノッチの位置を効率的に推定するノッチ検出方法およびモジュールが提供される
。ウェハの指定の領域の画像を捕捉するとき、極座標に変換された捕捉された画像の変形
において主角度が識別される。次いで、識別された主角度から、捕捉された領域内の幾何
プリミティブの主要方位として、ウェハ軸が回復される。捕捉された領域は、ウェハの中
心ならびに／または軸の識別および回復を促進する特定のパターンを含むように選択する
ことができる。画像品質および検出効率を最適化するために、複数の画像および／または
領域を使用することができる。ウェハに対する視覚システムのアルゴリズムの複雑さおよ
び機械的な運動を同時に最小化することによって、ウェハの角方位が最小の時間で高い精
度で測定される。ノッチ位置は、直接感知するのではなく、暗示的に検出することができ
る。特定の実施形態は、視覚システムの制限された視野、ならびにウェハに対してカメラ
を横方向および回転方向に位置決めするための時間のかかる機械的な運動、ならびに様々
なタイプのノイズによる画像の破損など、器具のアーキテクチャによって生じる難題を克
服する。
【００１７】
　手順の初めのウェハの方位は恣意的であり、チャック中心からのウェハのずれは２ｍｍ
の誤差に制限されると想定する。ウェハ方位の計算は、「Ｔｒａｉｎ」または「Ｒｕｎ」
シーケンスの一部として、システム内でトリガすることができる。「Ｒｕｎ」シーケンス
の時間の最適化は、器具の処理能力に直接影響を及ぼすため、最も重要である。開示する
モジュールおよび方法は、ストリート方位アルゴリズムを使用して、方位およびノッチ位
置の探索空間を４つの点に低減させ、たとえば、ストリート方位のためのロバストアルゴ
リズムを使用して、ファインアライメントステップを省略することを可能にすることがで
きる。加えて、後述するように、アンカポイントを使用して、ウェハの中心からの長い機
械的な運動を回避することができる。
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【００１８】
　図１は、本発明のいくつかの実施形態によるノッチ７０を有するウェハ６０と、計測シ
ステム１００内の光学系１０５に付随するノッチ検出モジュール１０７との高レベルの概
略図である。開示する方法およびモジュールは、半導体業界で、計測システム以外のシス
テムに適用することができ、計測システムは、本開示では非限定的な例にすぎないことに
留意されたい。
【００１９】
　ウェハ６０の方位は、そのノッチ７０の位置によって一意に画定される。ウェハ６０上
に印刷されたデバイスの周期的なレイアウトおよびダイの境界は、デカルト軸６１、６２
に沿って位置合わせされ、ノッチ７０はｙ軸６２の端点に位置する。
【００２０】
　たとえば、それぞれの軸６１、６２および中心６５でウェハ６０全体を撮像すること、
またはウェハ周辺部を撮像することによって、ウェハ６０の周辺部でノッチ７０を視覚的
に検出するのではなく、ノッチ検出モジュール１０７は、ウェハ６０の中心領域１１５の
みを撮像し（１１０）、画像１１０は、ウェハ中心６５を含むことができ、またはウェハ
中心６５を含まなくてもよく、ノッチ検出モジュール１０７は、撮像された領域からウェ
ハ軸６１、６２の方位１１１、１１２を導出する。たとえば、中心領域１１５は、ウェハ
の中心６５に対して既知の位置を有する一意のパターンを含むことができる。ノッチ検出
モジュール１０７は、導出された方位１１１、１１２を使用して、ノッチ７０に対して可
能性のある位置（７１Ａ～７１Ｄ）を提案し、特定の実施形態では、同様に継続して、位
置７１Ａ～７１Ｄのどれが実際のノッチ位置であるかを判定する。中心領域１１５の画像
１１０は、複数の画像１１０および／または複数の領域１１５から、たとえば画像品質に
応じて選択することができ、複数の画像１１０および／または複数の領域１１５からの導
出品質または導出を統計的に分析して、より正確な位置推定を導出することができる。
【００２１】
　特定の実施形態では、主角６１、６２の方位は、９０°の整数倍まで見出すことができ
、ノッチ７０の厳密な位置は、４つの可能性のある位置７１Ａ～７１Ｄのうちの１つとし
て画定されたままである。特定の実施形態では、ウェハ方位を回復するときに長い機械的
な運動を回避するために、ウェハ６０の中心６５またはその付近の領域１１５にパターン
分析を適用することができる。
【００２２】
　ノッチ検出モジュール１０７は、方位計算タスクの以下の構成要素のいずれかを実施す
ることができる。
　ｉ．　「ストリート方位アルゴリズム」を使用して、撮像デバイス１００の視野（ＦＯ
Ｖ）内で、たとえばウェハ６０の推定される中心で取得された画像１１０に対する、幾何
プリミティブの主要方位（角度θと呼ぶ）を見出すことができる。
　ｉｉ．　「ノッチ検出アルゴリズム」は、検出された方位１１１、１１２に応じて、ウ
ェハ６０のエッジにある最大３つ（４つのうち）の可能性のある位置７１Ａ～７１Ｄで指
定のノッチパターンを探索することを含むことができる。
　ｉｉｉ．　「アンカポイント訓練アルゴリズム」は、たとえばウェハ６０の中心６５近
傍における領域１１５の選択のために一意のパターンを探索および画定することを含むこ
とができる。
　ｉｖ．　「アンカポイント検出アルゴリズム」は、アンカポイント訓練アルゴリズムの
ための基本としてウェハ６０の中心６５付近におけるアンカポイントテンプレートのパタ
ーン探索を含むことができる。
【００２３】
　ストリート方位の推定、したがってウェハ軸の方位の推定は、単独で実施することがで
きることに留意されたい。加えて、ノッチ位置の推定および／またはノッチ位置に対する
プロキシとしてのアンカポイントもしくはパターンの使用を適用することで、ノッチ領域
の直接撮像を適用することなく、ストリート方位からノッチ位置を導出することができる
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。
【００２４】
　図２は、本発明のいくつかの実施形態によるノッチ検出モジュール１０７によって動作
可能なストリート方位アルゴリズム１０１における中間ステップの高レベルの概略図であ
る。特定の実施形態では、ストリート方位アルゴリズム１０１は、フーリエ領域における
画像分析に依拠する。他のエッジベースの手法とは異なり、本発明者らは、この方法が極
めて速く、ノイズが多く焦点の合っていない低コントラストの入力（画像１１０）に対し
て堅固であることを見出した。提案するアルゴリズム１０１のステップを図２に示す。
【００２５】
　概略的なウェハ座標に示され、Ｉ（ｘ，ｙ）と呼ばれる捕捉された画像１２２に対して
、２Ｄ（２次元）の離散フーリエ変換が適用され、フーリエ係数の絶対値が計算され、Ｊ
（ｗ，ｕ）と呼ばれる画像１２４として提示される。次いで、Ｊ（ｗ，ｕ）は、極座標に
変換されて、ＪＰ（ｒ，θ）（画像１２６に示す）をもたらし、θ軸１２８に対するその
正射影が方位回復に使用され、その結果得られるピークを使用して９０°で分離し、θお
よびθ＋９０°を与える。θを導出することで、捕捉された画像１２２から回転された画
像１３０を生成することができ、回転された画像１３０は、ウェハ軸６１、６２に合同の
方位１１１、１１２によって特徴付けられる。ノッチ７０は、方位１１１、１１２のうち
の１つの端部の１つに位置する。特定の実施形態では、方位１１１、１１２とウェハ軸６
１、６２との間の相対角度（θ７１Ａ、θ＋９０°７１Ｃ、θ＋１８０°７１Ｄ、および
θ＋２７０°７１Ｂ）の曖昧さは、ノッチパターン探索（「Ｔｒａｉｎ」シーケンス）ま
たはアンカパターン探索（「Ｒｕｎ」シーケンス）を介して解決することができ、どちら
も場合により、周知のスケールおよび方位との多重スケールの厳密なテンプレート整合と
して実施される。
【００２６】
　本発明者らは、いくつかの実験結果によって以下に例示する精度および時間要件の分析
を実行した。これらの実験結果は、提案するストリート方位手法１０１のロバスト性を実
証し、あらゆる追加のファインアライメントステップを不要にする。
【００２７】
　図３は、本発明のいくつかの実施形態によるノイズレベルの増大を表示するストリート
方位アルゴリズム１０１を適用することができる例示的な入力１５０の図である。変動す
るレベルの人工的に追加されたノイズを有する入力画像１２２に、ストリート方位アルゴ
リズム１０１が適用されて（単一の走行）、増大するノイズレベルを有する画像１２２Ａ
～１２２Ｆをもたらす（これらの白黒の図では、特に画像１２２Ｃ、１２２Ｄにおいて、
色情報の一部が損なわれている）。入力画像１２２の強度の平均および標準偏差が、０～
１になるように正規化され、ノイズの標準偏差は、０（１２２Ａ、具体的に示す例では正
確にθ＝－４０．４８１°）から、１（１２２Ｂ、θ＝－４０．４８６°）、２（１２２
Ｃ、θ＝－４０．４７１°）、および４～６（１２２Ｄ～Ｆ、それぞれθ＝－４０．４８
６°、θ＝－４０．５０４°、およびθ＝－４５．０００°）の範囲である。したがって
、本発明者らは、標準偏差５（１２２Ｅ）で非常に重い白色ノイズが追加されている場合
でも、ストリート方位アルゴリズム１０１および／またはノッチ検出モジュール１０７に
起因するθの誤差は、０．２５°よりはるかに小さく、それにより多くの状況下でシステ
ム１００におけるファインアライメントが事実上不要になることを観察した。
【００２８】
　図４は、本発明のいくつかの実施形態によるその特徴に応じた画像１２２の選択のため
の異なるウェハ領域１１５からの例示的な入力画像１５５の図である。異なるウェハ領域
１１５は、１つのウェハ６０上または異なるウェハ６０上に異なる領域を含むことができ
ることに留意されたい。
【００２９】
　特定の実施形態では、ウェハ上の異なる領域１１５から複数の画像１２２Ｇ～Ｊを捕捉
することができ、そこからノッチ検出モジュール１０７によって１つ以上の画像１２２を
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選択して、ストリート方位アルゴリズム１０１などのノッチ検出分析を適用することがで
きる。図示の非限定的な例１５５では、入力画像１２２Ｇ～Ｊは、ウェハ６０上において
、指定の数の異なる位置で任意の方位で取得することができる。取得間にウェハ６０の追
加の回転が適用されないため、方位結果（θおよび／またはノッチ位置）は同じであると
予期され、したがって、複数の画像１２２からの結果は、たとえばそれらの結果の散乱メ
トリクスを測定することによって統計的に、比較および分析することができる。いくつか
のウェハ６０に対して、様々な方位、様々な撮像条件（コントラストおよび焦点）で、実
験を繰り返して、領域１１５の選択を最適化することができる。加えて、エッジベースの
アルゴリズム（ＥＢ）とフーリエ変換ベースのアルゴリズム（ＦＴＢ）１０１とを比較す
ることで、ＦＴＢが優れていることが示される。
【００３０】
　異なるウェハ６０および／または異なる領域１１５から得られた２９の画像１２２にお
いて、０．３°を上回る範囲の精度メトリクス（測定された角度θ）および０．２°を上
回る標準偏差（測定された角度θ）に対して、すべてのＦＴＢ測定が両方のメトリクスに
一致したのに対して、１１および９のＥＢ測定では（それぞれ）メトリクスの閾値を超過
した。図４は、不十分な照明および低いコントラストを受ける画像１２２Ｇ（ＦＴＢでθ

ｒａｎｇｅ＝０．０５０、θＳＴＤ＝０．０１８であり、ＥＢでθｒａｎｇｅ＝０．２０
０、θＳＴＤ＝０．０５７）、飽和および低いコントラストを受ける画像１２２Ｈ（ＦＴ
Ｂでθｒａｎｇｅ＝０．１１２、θＳＴＤ＝０．０３２であり、ＥＢでθｒａｎｇｅ＝０
．４００、θＳＴＤ＝０．１１９）、焦点の合っていない画像１２２Ｉ（ＦＴＢでθｒａ

ｎｇｅ＝０．０３１、θＳＴＤ＝０．０３２、ＥＢでθｒａｎｇｅ＝０．７８０、θＳＴ

Ｄ＝０．２６６）、および異常なウェハ設計を呈する画像１２２Ｊ（ＦＴＢでθｒａｎｇ

ｅ＝０．１０５、θＳＴＤ＝０．０３２であり、ＥＢでθｒａｎｇｅ＝０．３９０、θＳ

ＴＤ＝０．１６８）を例として示し、これらの画像はすべて、開示する本発明のより良好
な性能を呈する。ストリート方位アルゴリズム１０１の結果は、焦点の合っていない低コ
ントラストの入力１２２でも安定しており、追加の改良ステップを必要とする限界をはる
かに下回ったことに留意されたい。理論上の観点からは、最も時間のかかる演算子はフー
リエ変換（Ｏ（ＮｌｏｇＮ））であり、ここでＮは入力画像１２２内の画素数であるが、
実際には、この計算時間は、ウェハ６０に対する光学系１００内のカメラの機械的な運動
に必要とされる時間と比較して無視できるほどであることにさらに留意されたい。
【００３１】
　図５は、本発明のいくつかの実施形態による方法２００の高レベルの概略的な流れ図で
ある。方法２００は、ウェハノッチの位置を推定するステップ（ステージ２１０）を含み
、少なくとも１つのコンピュータプロセッサによって少なくとも部分的に実施することが
できる（ステージ２８０）。
【００３２】
　方法２００は、ウェハの指定の領域の画像を捕捉するステップ（ステージ２２０）と、
たとえばウェハの中心領域の画像を捕捉するステップ（ステージ２２２）と、場合により
複数の画像を捕捉して画像特徴に応じてさらなる処理のための画像を選択するステップ（
ステージ２２５）とを含むことができる。方法２００は、任意のアルゴリズムを用いて、
たとえばウェハ６０の推定中心で取得した画像１１０に対する、撮像デバイス１００の視
野（ＦＯＶ）内の幾何プリミティブの主要方位（角度θと呼ぶ）を見出すことができる（
ステージ２２８）。
【００３３】
　方法２００は、捕捉された画像を変形するステップ（ステージ２３０）と、捕捉された
画像に対するフーリエ変換係数を計算するステップ（ステージ２３５）と、変形された画
像を極座標に変換するステップ（ステージ２４０）と、変換された変形された画像を正射
影するステップ（ステージ２４５）とをさらに含むことができ、極座標に変換された捕捉
された画像の変形において主角度を識別するステップ（ステージ２５０）をさらに含むこ
とができる。
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【００３４】
　特定の実施形態では、方法２００は、識別された主角度からウェハ軸を回復するステッ
プ（ステージ２６０）と、回復されたウェハ軸からウェハノッチを識別するステップ（ス
テージ２７０）とを含み、これはたとえば、回復されたウェハ軸に沿って指定のノッチパ
ターンを探索するステップ（ステージ２７２）、ノッチ識別およびたとえばウェハの中心
近傍における捕捉された領域のそれぞれの選択を可能にする画像内で捕捉すべき一意のパ
ターンを探索および画定するステップ（ステージ２７４）、ならびに／またはノッチが位
置する軸を示すアンカポイントテンプレートをパターン探索するステップ（ステージ２７
６）によって行われる。
【００３５】
　有利には、ストリート方位１０１を使用してウェハ方位を計算することで、方位の探索
空間を４つの可能性に絞り込み、上記に例示したストリート方位１０１の品質により、フ
ァインアライメントステップに必要とされる余分の時間を不要にする。連続して、アンカ
ポイントを使用することで、短い機械的な運動を実行して、方形、すなわちノッチが位置
する軸を識別することを可能にする。たとえば、ウェハの中心に近接しているアンカポイ
ントを選択して、光学ヘッドがほとんどまたはまったく進まないことを可能にすることが
でき、これは、ウェハのエッジにおけるノッチの位置への従来技術の運動に対して有利で
ある。したがって、方法２００は、短いストローク運動、したがってより短い動作時間を
必要とする。
【００３６】
　上記の説明で、一実施形態は、本発明の一例または実装形態である。「一実施形態（ｏ
ｎｅ　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ）」、「一実施形態（ａｎ　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ）」、「
特定の実施形態」、または「いくつかの実施形態」に関する様々な言及は、必ずしもすべ
てが同じ実施形態を指しているとは限らない。
【００３７】
　本発明の様々な特徴について単一の実施形態の文脈で説明することができるが、これら
の特徴は、別個にまたは任意の適した組合せで提供することもできる。逆に、本発明につ
いて分かりやすいように別個の実施形態の文脈で本明細書に説明することができるが、本
発明は、単一の実施形態で実施することもできる。
【００３８】
　本発明の特定の実施形態は、上記で開示した異なる実施形態からの特徴を含むことがで
き、特定の実施形態は、上記で開示した他の実施形態からの要素を組み込むことができる
。特有の実施形態の文脈における本発明の要素の開示は、それらの使用を特有の実施形態
だけに限定するものとして解釈されるべきではない。
【００３９】
　さらに、本発明は様々な方法で実施または実行することができ、本発明は上記の説明で
概説した実施形態以外の特定の実施形態で実施することができることを理解されたい。
【００４０】
　本発明は、図または対応する説明に限定されるものではない。たとえば、流れは、図示
の各ボックスもしくは状態を通って進んだり、または図示および記載するものと厳密に同
じ順序で進んだりする必要はない。
【００４１】
　本明細書に使用する技術的および科学的な用語の意味は、別途定義されない限り、本発
明が属す分野の当業者には一般に理解される。
【００４２】
　本発明について、制限された数の実施形態に関して説明したが、これらは、本発明の範
囲に対する限定ではなく、好ましい実施形態のいくつかの例示として解釈されるべきであ
る。他の可能な変形形態、修正形態、および適用形態も、本発明の範囲内である。したが
って、本発明の範囲は、ここまで説明したものではなく、添付の特許請求の範囲およびそ
れらの法的な均等物によって限定されるべきである。
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